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A qualidade de mudas é um dos fatores de maior importancia na implantacdo de uma cultura. Em
mudas de seringueira para porta-enxerto sdo necessarios cuidados fitossanitarios rigorosos para que
ndo inviabilizem todo processo de enxertia realizado posteriormente. O silicio vem sendo utilizado
em varias culturas por beneficiar tanto fatores abidticos como bidticos. Ainda sdo poucos 0s
trabalhos envolvendo a aplicacdo desse nutriente na cultura da seringueira. O presente estudo teve o
objetivo de avaliar doses de silicato de potassio em diferentes niveis de sombreamento no
crescimento inicial de mudas de porta-enxerto de seringueira, clone GT1. O experimento foi
conduzido na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Cassilandia-MS. Foram utilizados
dois tipos de ambientes protegidos: (Al) estufa agricola com tela termo-refletora aluminizada
LuxiNet 42/50 mével; (A2) sem sombreamento, pleno sol. As sementes foram coletadas no Instituto
Agronémico (IAC) em fevereiro de 2018. A semeadura ocorreu em 24 de fevereiro de 2018 e 0
transplante para os sacos de polietileno de 1,8 L ocorreu aos 29 dias ap6s a semeadura (DAS). As
doses utilizadas foram 0 e 3,0 L/ha, totalizando duas aplicagdes (70 e 100 DAS), que foram
realizadas com o auxilio de pulverizador manual. Para avaliacdo do crescimento inicial foram
analisadas as alturas das mudas, o diametro do colo, o didmetro a 5 cm do colo, nimeros de folhas e
nivel de danos de ataque de insetos e doencas, sendo realizadas aos 83 e 128 DAS. Os dados foram
submetidos a analise de variancia e quando significativas as médias foram comparadas pelo teste t
de student, ambos a 5 % de probabilidade. A aplicacdo de silicio na estufa agricola promoveu
maiores alturas das plantas, bem como maiores didmetros a 5 cm do colo. Enquanto que no
ambiente sem sombreamento ndo houve diferenca estatistica entre as variaveis. Ndo houve ataque
de insetos nos dois ambientes utilizados, ndo podendo ser mensurados 0s niveis de danos nos
tratamentos.

Palavras-chave: ambiente protegido, Hevea brasiliensis, clone GT1.
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